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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基材と、該透明基材上に設けられた透明保護層と、該透明保護層上に所定間隔で延
設された複数の帯状透明電極層からなる透明電極層と、を少なくとも備え、
　前記透明保護層は、前記帯状透明電極層の延設方向に沿って複数配列され、かつ、前記
帯状透明電極層に被覆された微細な凸部を有し、
　各帯状透明電極層の幅方向のエッジ部位は、前記透明保護層上の前記凸部の存在しない
平坦部に位置し、
　有機エレクトロルミネッセント画像表示装置における各絵素に相当する部位毎の透明電
極層の表面積の変動が±５％以下であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセント
用基板。
【請求項２】
　透明基材と、該透明基材上に設けられた透明保護層と、該透明保護層上に所定間隔で延
設された複数の帯状透明電極層からなる透明電極層と、を少なくとも備え、
　前記透明保護層は、前記帯状透明電極層の延設方向に沿って連続し、かつ、前記帯状透
明電極層に被覆された複数のストライプ状の凸部を有し、
　各帯状透明電極層の幅方向のエッジ部位は、前記透明保護層上の前記凸部の存在しない
平坦部に位置し、
　有機エレクトロルミネッセント画像表示装置における各絵素に相当する部位毎の透明電
極層の表面積の変動が±５％以下であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセント
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用基板。
【請求項３】
　隣接する前記凸部の頂点間の距離の平均が５～１００μｍの範囲であり、隣接する凸部
の頂点間を結ぶ直線から垂直に前記凸部間に位置する凹部の底点までの距離の平均が０．
５～１０μｍの範囲であることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の有機エレク
トロルミネッセント用基板。
【請求項４】
　有機エレクトロルミネッセント画像表示装置における隔壁の形成領域に相当する部位で
は、前記凸部が存在しないことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の有
機エレクトロルミネッセント用基板。
【請求項５】
　前記透明基板と前記透明保護層との間にカラーフィルタ層を備えることを特徴とする請
求項１乃至請求項４のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセント用基板。
【請求項６】
　前記カラーフィルタ層と前記透明保護層との間に色変換蛍光体層を備えることを特徴と
する請求項５に記載の有機エレクトロルミネッセント用基板。
【請求項７】
　前記透明基板と前記透明保護層との間に色変換蛍光体層を備えることを特徴とする請求
項１乃至請求項４のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセント用基板。
【請求項８】
　透明基材と、該透明基材上に順次設けられた透明保護層、透明電極層、有機エレクトロ
ルミネッセンス素子層、および、背面電極層とを少なくとも備え、前記透明電極層が前記
有機エレクトロルミネッセンス素子層を介して前記背面電極層と交差する複数の部位を絵
素となし、
　前記透明電極層は、前記透明保護層上に所定間隔で延設された複数の帯状透明電極層か
らなり、
　前記透明保護層は、前記帯状透明電極層の延設方向に沿って複数配列され、かつ、前記
帯状透明電極層に被覆された微細な凸部を有し、
　各帯状透明電極層の幅方向のエッジ部位は、前記透明保護層上の前記凸部の存在しない
平坦部に位置し、
　各絵素毎の透明電極層の表面積の変動が±５％以下であることを特徴とする有機エレク
トロルミネッセント画像表示装置。
【請求項９】
　透明基材と、該透明基材上に順次設けられた透明保護層、透明電極層、有機エレクトロ
ルミネッセンス素子層、および、背面電極層とを少なくとも備え、前記透明電極層が前記
有機エレクトロルミネッセンス素子層を介して前記背面電極層と交差する複数の部位を絵
素となし、
　前記透明電極層は、前記透明保護層上に所定間隔で延設された複数の帯状透明電極層か
らなり、
　前記透明保護層は、前記帯状透明電極層の延設方向に沿って連続し、かつ、前記帯状透
明電極層に被覆された複数のストライプ状の凸部を有し、
　各帯状透明電極層の幅方向のエッジ部位は、前記透明保護層上の前記凸部の存在しない
平坦部に位置し、
　各絵素毎の透明電極層の表面積の変動が±５％以下であることを特徴とする有機エレク
トロルミネッセント画像表示装置。
【請求項１０】
　前記透明保護層の隣接する前記凸部の頂点間の距離の平均が５～１００μｍの範囲であ
り、隣接する凸部の頂点間を結ぶ直線から垂直に前記凸部間に位置する凹部の底点までの
距離の平均が０．５～１０μｍの範囲であることを特徴とする請求項８または請求項９に
記載の有機エレクトロルミネッセント画像表示装置。
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【請求項１１】
　前記透明基板と前記透明保護層との間にカラーフィルタ層を備えることを特徴とする請
求項８乃至請求項１０のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセント画像表示装置。
【請求項１２】
　前記カラーフィルタ層と前記透明保護層との間に色変換蛍光体層を備えることを特徴と
する請求項１１に記載の有機エレクトロルミネッセント画像表示装置。
【請求項１３】
　前記透明基板と前記透明保護層との間に色変換蛍光体層を備えることを特徴とする請求
項８乃至請求項１０のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセント画像表示装置。
【請求項１４】
　前記有機エレクトロルミネッセンス素子層は、白色発光、青色発光、赤色発光、緑色発
光のいずれか、あるいは、青色発光、赤色発光、緑色発光が所定のパターンで組み合わさ
れたものであることを特徴とする請求項８乃至請求項１３のいずれかに記載の有機エレク
トロルミネッセント画像表示装置。
【請求項１５】
　前記有機エレクトロルミネッセンス素子層は、青色発光であり、前記色変換蛍光体層は
青色光を緑色蛍光に変換して発光する緑色変換層と、青色光を赤色蛍光に変換して発光す
る赤色変換層とを備えていることを特徴とする請求項１２または請求項１３に記載の有機
エレクトロルミネッセント画像表示装置。
【請求項１６】
　前記帯状透明電極層と直交する方向にストライプ状に順次積層延設された絶縁層と隔壁
とを備え、前記有機エレクトロルミネッセンス素子層と背面電極層とは前記隔壁と平行に
各隔壁間に位置することを特徴とする請求項８乃至請求項１５のいずれかに記載の有機エ
レクトロルミネッセント画像表示装置。
【請求項１７】
　前記隔壁の形成領域には前記凸部を有していないことを特徴とする請求項１６に記載の
有機エレクトロルミネッセント画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機エレクトロルミネッセント用基板と有機エレクトロルミネッセント画像表
示装置に係り、特に発光輝度が高く良好な画像表示が可能な有機エレクトロルミネッセン
ト画像表示装置と、これに使用できる有機エレクトロルミネッセント用基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機のエレクトロルミネッセンス（ＥＬ）素子は、自己発色により視認性が高いこと、
液晶ディスプレーと異なり全固体ディスプレーであること、温度変化の影響をあまり受け
ないこと、視野角が大きいこと等の利点をもっており、近年、画像表示装置の画素等とし
ての実用化が進んでいる。
　しかし、従来の有機ＥＬ画像表示装置では、輝度を上げるためには、単位面積あたりに
印加する電圧電流を増加させなければならず、それにより、（１）消費電力量の増加、（
２）有機ＥＬ素子の短寿命化等の問題が生じていた。
　このような問題を解消するために、例えば、構成する基板または電極または電荷輸送層
またはバッファー層等を凹凸化して、積層するＥＬ発光層表面も凹凸化させ、単位面積あ
たりの発光層表面面積密度を増加させた有機ＥＬ画像表示装置が提案されている。（特許
文献１）
【特許文献１】特開２００２－３５９０６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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　しかしながら、上述の有機ＥＬ画像表示装置では、単位面積あたりの発光層表面面積密
度を大きくするために、急峻な凹凸が密に形成された構造となり、この上に形成される透
明電極層に断線を生じ易く、信頼性低下を来たすという問題があった。また、ストライプ
状の透明電極層の間に急峻な凹凸が存在する構造の場合、エッチング法による透明電極層
の形成時に、凹凸の存在が原因となって、隣接する透明電極層どうしの導通を生じ易いと
いう問題もあった。
　また、絵素毎の面積が考慮されていないため、絵素毎の凹凸の数が異なることにより絵
素毎の面積変化（バラツキ）が生じ、これにより輝度のバラツキが生じるという問題もあ
った。
【０００４】
　さらに、レジストを介したエッチング液による透明電極層のパターニングにおいて、透
明電極層のエッジ部位が、凹凸の傾斜部位に位置する場合、この箇所での透明電極層の過
剰なエッチング（食い込み）が生じる。この現象が生じると、エッチング液がレジスト下
層側に侵入し、透明電極層に付着する水分量が大幅に増大し、後工程にて除去されずに残
る水分量も増大し、これにより、ＥＬ素子の短寿命化を来たすという問題もあった。
　本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、輝度が高く高品質の画像表示
が可能な有機エレクトロルミネッセント画像表示装置と、これに使用できる有機エレクト
ロルミネッセント用基板を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　このような目的を達成するために、本発明の有機エレクトロルミネッセント用基板は、
透明基材と、該透明基材上に設けられた透明保護層と、該透明保護層上に所定間隔で延設
された複数の帯状透明電極層からなる透明電極層と、を少なくとも備え、前記透明保護層
は、前記帯状透明電極層の延設方向に沿って複数配列され、かつ、前記帯状透明電極層に
被覆された微細な凸部を有し、各帯状透明電極層の幅方向のエッジ部位は、前記透明保護
層上の前記凸部の存在しない平坦部に位置し、有機エレクトロルミネッセント画像表示装
置における各絵素に相当する部位毎の透明電極層の表面積の変動が±５％以下であるよう
な構成とした。
【０００６】
　また、本発明の有機エレクトロルミネッセント用基板は、透明基材と、該透明基材上に
設けられた透明保護層と、該透明保護層上に所定間隔で延設された複数の帯状透明電極層
からなる透明電極層と、を少なくとも備え、前記透明保護層は、前記帯状透明電極層の延
設方向に沿って連続し、かつ、前記帯状透明電極層に被覆された複数のストライプ状の凸
部を有し、各帯状透明電極層の幅方向のエッジ部位は、前記透明保護層上の前記凸部の存
在しない平坦部に位置し、有機エレクトロルミネッセント画像表示装置における各絵素に
相当する部位毎の透明電極層の表面積の変動が±５％以下であるような構成とした。
【０００７】
　本発明の他の態様として、隣接する前記凸部の頂点間の距離の平均が５～１００μｍの
範囲であり、隣接する凸部の頂点間を結ぶ直線から垂直に前記凸部間に位置する凹部の底
点までの距離の平均が０．５～１０μｍの範囲であるような構成とした。
　本発明の他の態様として、有機エレクトロルミネッセント画像表示装置における隔壁の
形成領域に相当する部位では、前記凸部が存在しないような構成とした。
　本発明の他の態様として、前記透明基板と前記透明保護層との間にカラーフィルタ層を
備えるような構成とし、また、前記カラーフィルタ層と前記透明保護層との間に色変換蛍
光体層を備えるような構成とした。
　本発明の他の態様として、前記透明基板と前記透明保護層との間に色変換蛍光体層を備
えるような構成とした。
【０００８】
　本発明の有機エレクトロルミネッセント画像表示装置は、透明基材と、該透明基材上に
順次設けられた透明保護層、透明電極層、有機エレクトロルミネッセンス素子層、および
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、背面電極層とを少なくとも備え、前記透明電極層が前記有機エレクトロルミネッセンス
素子層を介して前記背面電極層と交差する複数の部位を絵素となし、前記透明電極層は、
前記透明保護層上に所定間隔で延設された複数の帯状透明電極層からなり、前記透明保護
層は、前記帯状透明電極層の延設方向に沿って複数配列され、かつ、前記帯状透明電極層
に被覆された微細な凸部を有し、各帯状透明電極層の幅方向のエッジ部位は、前記透明保
護層上の前記凸部の存在しない平坦部に位置し、各絵素毎の透明電極層の表面積の変動が
±５％以下であるような構成とした。
【０００９】
　また、本発明の有機エレクトロルミネッセント画像表示装置は、透明基材と、該透明基
材上に順次設けられた透明保護層、透明電極層、有機エレクトロルミネッセンス素子層、
および、背面電極層とを少なくとも備え、前記透明電極層が前記有機エレクトロルミネッ
センス素子層を介して前記背面電極層と交差する複数の部位を絵素となし、前記透明電極
層は、前記透明保護層上に所定間隔で延設された複数の帯状透明電極層からなり、前記透
明保護層は、前記帯状透明電極層の延設方向に沿って連続し、かつ、前記帯状透明電極層
に被覆された複数のストライプ状の凸部を有し、各帯状透明電極層の幅方向のエッジ部位
は、前記透明保護層上の前記凸部の存在しない平坦部に位置し、各絵素毎の透明電極層の
表面積の変動が±５％以下であるような構成とした。
【００１０】
　本発明の他の態様として、前記透明保護層の隣接する前記凸部の頂点間の距離の平均が
５～１００μｍの範囲であり、隣接する凸部の頂点間を結ぶ直線から垂直に前記凸部間に
位置する凹部の底点までの距離の平均が０．５～１０μｍの範囲であるような構成とした
。
　本発明の他の態様として、前記透明基板と前記透明保護層との間にカラーフィルタ層を
備えるような構成とし、また、前記カラーフィルタ層と前記透明保護層との間に色変換蛍
光体層を備えるような構成とした。
　本発明の他の態様として、前記透明基板と前記透明保護層との間に色変換蛍光体層を備
えるような構成とした。
　本発明の他の態様として、前記有機エレクトロルミネッセンス素子層は、白色発光、青
色発光、赤色発光、緑色発光のいずれか、あるいは、青色発光、赤色発光、緑色発光が所
定のパターンで組み合わされたものであるような構成とした。
【００１１】
　本発明の他の態様として、前記有機エレクトロルミネッセンス素子層は、青色発光であ
り、前記色変換蛍光体層は青色光を緑色蛍光に変換して発光する緑色変換層と、青色光を
赤色蛍光に変換して発光する赤色変換層とを備えているような構成とした。
　本発明の他の態様として、前記帯状透明電極層と直交する方向にストライプ状に順次積
層延設された絶縁層と隔壁とを備え、前記有機エレクトロルミネッセンス素子層と背面電
極層とは前記隔壁と平行に各隔壁間に位置するような構成とした。
　本発明の他の態様として、前記隔壁の形成領域には前記凸部を有していないような構成
とした。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、透明保護層が複数の微細な凸部、あるいはストライプ状の凸部を有す
るとともに、この透明保護層上に形成された透明電極層の各絵素毎の表面積の変動が±５
％以下であるので、絵素毎の有機エレクトロルミネッセンス素子層の表面積（発光面積）
が増大して発光輝度が高く、かつ、輝度バラツキが抑えられた高品質の画像表示が可能で
あり、また、透明電極層をなす各帯状透明電極層の幅方向のエッジ部位は、透明保護層上
の平坦部に位置するので、上記の凸部が原因となる帯状透明電極層の損傷が生じたとして
も、帯状透明電極層の平坦部によって延設方向の導電性が確保されて断線が防止され、ま
た、透明電極層のパターニング時にエッジ部位に付着する水分量を最小限に抑えることが
できるので、信頼性の高い有機エレクトロルミネッセント画像表示装置が得られるという
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効果が奏される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明について図面を参照しながら説明する。
［有機エレクトロルミネッセント用基板］
　図１は、本発明の有機エレクトロルミネッセント（ＥＬ）用基板の一実施形態を示す部
分平面図であり、図２は図１に示される有機ＥＬ用基板のＡ－Ａ線における縦断面図であ
り、図３は図１に示される有機ＥＬ用基板のＢ－Ｂ線における縦断面図である。
　図１～図３において、有機ＥＬ用基板１は、透明基材１２と、この透明基材１２上に所
定の開口パターンを備えたブラックマトリックス１３を介して帯状の赤色着色層１４Ｒ、
緑色着色層１４Ｇ、青色着色層１４Ｂからなるカラーフィルタ層１４が設けられている。
【００１４】
　このカラーフィルタ層１４を覆うように透明保護層１６が透明基材１２上に設けられ、
この透明保護層１６上に透明電極層１８、補助電極１９が周辺の端子部から中央の画素領
域まで帯状に延設されている。
　本発明では、透明保護層１６は、帯状透明電極層１８の延設方向（図１、図２の矢印ａ
方向）に沿って連続する複数のストライプ状の凸部１７を有し、これらの凸部１７は各帯
状透明電極層１８で被覆されている。図示例では、各帯状透明電極層１８毎に４本のスト
ライプ状の凸部１７が形成されている。
　また、各帯状透明電極層１８の幅方向（図１、図２の矢印ｂ方向）のエッジ部位１８ａ
は、透明保護層１６上の凸部１７の存在しない平坦部１６ａに位置している。図示例では
、一方のエッジ部１８ａは、上記の平坦部１６ａに配設された補助電極１９上に位置して
いる。
【００１５】
　したがって、各帯状透明電極層１８のうち、透明保護層１６のストライプ状の凸部１７
を被覆している領域は、凸部１７を反映した凹凸面であり、透明電極層１８の表面積が、
平坦な場合に比べて格段に大きなものとなっている。そして、有機エレクトロルミネッセ
ント画像表示装置における各絵素Ｐに相当する部位毎の透明電極層１８の表面積の変動［
（最大面積－最小面積）／平均面積×１００］は、５％以下、好ましくは３％以下である
。
　尚、有機エレクトロルミネッセント画像表示装置における絵素Ｐとは、図１にて１点鎖
線で囲まれた一定面積の部位であり、ブラックマトリックス１３の開口部と一致するよう
に一定のピッチで各帯状透明電極層１８の延設方向（矢印ａ方向）に設定されたものであ
る。そして、各絵素Ｐの間には、後述する隔壁形成領域２０（図１に２点鎖線で示す領域
）が設定されている。
【００１６】
　また、透明電極層１８の表面積の測定は、１０個の絵素について、レーザー顕微鏡（キ
ーエンス社製　ＶＫ－８５００）を用いて行なう。
　このような本発明の有機ＥＬ用基板１では、上述のように、透明電極層１８をなす各帯
状透明電極層１８の幅方向のエッジ部位１８ａが、透明保護層１６上の平坦部１６ａに位
置するので、凸部１７が原因となる帯状透明電極層１８の損傷が生じても、平坦部に位置
する帯状透明電極層１８によって延設方向の導電性が確保されて断線が防止される。また
、透明電極層１８のパターニング時にエッジ部位に付着する水分量を最小限に抑制するこ
とができる。さらに、透明電極層１８の絵素Ｐ毎の表面積の変動が±５％以下であるので
、有機ＥＬ画像表示装置に使用した場合において、絵素Ｐ毎の有機エレクトロルミネッセ
ンス素子層の表面積（発光面積）が増大する。これにより発光輝度が高く、かつ、輝度バ
ラツキが抑えられた高品質の画像表示が可能である。
【００１７】
　次に、本発明の有機ＥＬ用基板１の各構成部材について説明する。
　有機ＥＬ用基板１を構成する透明基材１２は、光透過性を有するガラス材料、樹脂材料
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、これらの複合材料からなるものを使用することができる。透明基材１２の厚みは、材質
、有機ＥＬ用基板の使用状況等を考慮して設定することができ、例えば、０．１～１．１
ｍｍ程度とすることができる。
【００１８】
　ブラックマトリックス１３は所定のパターンで開口部を備えており、スパッタリング法
、真空蒸着法等により厚み１０００～２０００Å程度のクロム等の金属薄膜を形成し、こ
の薄膜をパターニングして形成したもの、カーボン微粒子等の遮光性粒子を含有させたポ
リイミド樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂等の樹脂層を形成し、この樹脂層をパターニ
ングして形成したもの、カーボン微粒子、金属酸化物等の遮光性粒子を含有させた感光性
樹脂層を形成し、この感光性樹脂層をパターニングして形成したもの等、いずれであって
もよい。
【００１９】
　また、カラーフィルタ層１４は、有機ＥＬ画像表示装置に用いた場合において、有機Ｅ
Ｌ素子層からの光を色補正したり、色純度を高めるものである。カラーフィルタ層１４を
構成する青色着色層１４Ｂ、赤色着色層１４Ｒ、緑色着色層１４Ｇは、使用する有機ＥＬ
素子層の発光特性に応じて適宜材料を選択することができ、例えば、顔料、顔料分散剤、
バインダー樹脂、反応性化合物および溶媒を含有する顔料分散組成物で形成することがで
きる。カラーフィルタ層１４は、上述の顔料分散組成物を使用した顔料分散法により形成
することができ、さらに、印刷法、電着法、転写法等の公知の方法により形成することが
できる。このようなカラーフィルタ層１４の厚みは、各着色層の材料、有機ＥＬ素子層か
ら発光される光の特性等に応じて適宜設定することができ、例えば、１～３μｍ程度の範
囲で設定することができる。
【００２０】
　有機ＥＬ用基板１を構成する透明保護層１６は、帯状透明電極層１８の延設方向に沿っ
て連続し、各帯状透明電極層１８で被覆された複数のストライプ状の凸部１７を有し、絵
素Ｐ毎の透明電極層１８の表面積を拡大し、絵素Ｐ毎の有機ＥＬ素子層の表面積（発光面
積）が増大して発光輝度を向上させる作用をなす。
　このような透明保護層１６は、透明（可視光透過率５０％以上）樹脂により形成するこ
とができる。具体的には、アクリレート系、メタクリレート系の反応性ビニル基を有する
光硬化型樹脂、熱硬化型樹脂を使用することができる。また、透明樹脂として、ポリメチ
ルメタクリレート、ポリアクリレート、ポリカーボネート、ポリビニルアルコール、ポリ
ビニルピロリドン、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ポリ塩
化ビニル樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、ポリウレ
タン樹脂、ポリエステル樹脂、マレイン酸樹脂、ポリアミド樹脂等を使用することができ
る。
【００２１】
　本発明において、透明保護層１６が備えるストライプ状の凸部１７は、隣接する凸部１
７の頂点間の距離の平均が５～１００μｍ、好ましくは１０～３０μｍの範囲であり、隣
接する凸部１７の頂点間を結ぶ直線から垂直に、凸部１７間に位置する凹部の底点までの
距離の平均が０．５～１０μｍ、好ましくは１～５μｍの範囲であることが望ましい。凸
部１７の形状寸法を上述に範囲内とすることにより、絵素Ｐ毎の有機ＥＬ素子層の表面積
（発光面積）を確実に増大させることができ、かつ、凸部１７が原因となる帯状透明電極
層１８の損傷の発生を抑制することができる。
　上記の隣接する凸部１７の頂点間の距離の測定、隣接する凸部１７の頂点間を結ぶ直線
から垂直に、凸部１７間に位置する凹部の底点までの距離の測定は、レーザー顕微鏡（キ
ーエンス社製　ＶＫ－８５００）により行なう。
　尚、本発明では、凸部１７は、図４（Ａ）に示されるように、透明保護層１６の平坦部
１６ａよりも凸部１７の頂部が突出した形状であってもよく、また、透明保護層１６の平
坦部１６ａと凸部１７の頂部とが同一面をなすような形状であってもよく、さらに、この
中間の形状等、いずれであってもよい。
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【００２２】
　複数のストライプ状の凸部１７を有する透明保護層１６は、カラーフィルタ層１４上に
上記の光硬化型樹脂材料を塗工し、その後、凸部用のフォトマスクを介して露光、現像す
ることにより形成することができる。また、上記のフォトリソグラフィー法により、凸部
１７の核となるストライプ状の凸部をカラーフィルタ層１４の所定部位に形成し、その後
、これを被覆するように熱硬化型樹脂材料を塗布し、熱硬化することにより透明保護層１
６を形成してもよい。
　また、有機ＥＬ用基板１を構成する透明電極層１８の材料としては、仕事関数の大きい
（４ｅＶ以上）金属、合金、これらの混合物を使用することができ、例えば、酸化インジ
ウムスズ（ＩＴＯ）、酸化インジウム、酸化亜鉛、酸化第二スズ等の導電材料を挙げるこ
とができる。この透明電極層１８は、周辺の端子部から中央の画素領域まで、透明保護層
１６のストライプ状の凸部１７を被覆し、補助電極１９上に位置するように帯状に配設さ
れている。このような透明電極層１８はシート抵抗が数百Ω／□以下が好ましく、材質に
もよるが、透明電極層１８の厚みは、例えば、１０ｎｍ～１μｍ、好ましくは１０～２０
０ｎｍ程度とすることができる。
【００２３】
　有機ＥＬ用基板１を構成する補助電極１９は、一般には、金属材料が用いられ、金、銀
、銅、マグネシウム合金（ＭｇＡｇ等）、アルミニウム合金（ＡｌＬｉ、ＡｌＣａ、Ａｌ
Ｍｇ等）、金属カルシウム等を挙げることができる。このような補助電極１９は、周辺の
端子部から中央の画素領域までブラックマトリックス１３上に位置するように配設されて
いる。
　透明電極層１８および補助電極１９は、上述の材料を用いて真空蒸着法、スパッタリン
グ法により薄膜を形成し、これをフォトリソグラフィー法を用いたパターンエッチングで
所望の形状とすることができる。そして、上述のように、透明電極層１８をなす各帯状透
明電極層１８の幅方向のエッジ部位１８ａが、透明保護層１６上の平坦部１６ａに位置す
るので、透明電極層１８のパターンエッチング時に、エッチング液の水分がエッジ部位に
付着することを最小限に抑制することができる。
【００２４】
　図５は、本発明の有機ＥＬ用基板の他の実施形態を示す部分平面図であり、図６は図５
に示される有機ＥＬ用基板のＣ－Ｃ線における縦断面図である。
　図５および図６において、有機ＥＬ用基板２は、透明基材１２と、この透明基材１２上
に所定の開口パターンを備えたブラックマトリックス１３を介して帯状の赤色着色層１４
Ｒ、緑色着色層１４Ｇ、青色着色層１４Ｂからなるカラーフィルタ層１４が設けられてい
る。また、カラーフィルタ層１４を覆うように透明保護層１６が透明基材１２上に設けら
れ、この透明保護層１６上に透明電極層１８、補助電極１９が周辺の端子部から中央の画
素領域まで帯状に延設されている。
【００２５】
　この有機ＥＬ用基板２は、上述の有機ＥＬ用基板１と基本的に同一であり、透明保護層
１６はストライプ状の凸部１７を有するものであるが、有機ＥＬ画像表示装置における隔
壁形成領域２０（２点鎖線で示す領域）に相当する部位には、凸部１７を備えていない点
で、有機ＥＬ用基板１と相違する。したがって、このような有機ＥＬ用基板２では、隔壁
形成領域２０毎にストライプ状の凸部１７が途切れるような構造となっている。このよう
な有機ＥＬ用基板２においても、有機ＥＬ画像表示装置における各絵素Ｐに相当する部位
毎の透明電極層１８の表面積の変動［（最大面積－最小面積）／平均面積×１００］は、
５％以下、好ましくは３％以下である。
　また、本発明の有機ＥＬ用基板は、有機ＥＬ画像表示装置における隔壁形成領域２０に
相当する部位で、凸部１７の高さを低いものとしたものであってもよい。
【００２６】
　図７は、本発明の有機ＥＬ用基板の他の実施形態を示す部分平面図であり、図８は図７
に示される有機ＥＬ用基板のＤ－Ｄ線における縦断面図であり、図９は図７に示される有
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機ＥＬ用基板のＥ－Ｅ線における縦断面図である。
　図７～図９において、有機ＥＬ用基板３は、透明基材１２と、この透明基材１２上に所
定の開口パターンを備えたブラックマトリックス１３を介して帯状の赤色着色層１４Ｒ、
緑色着色層１４Ｇ、青色着色層１４Ｂからなるカラーフィルタ層１４が設けられている。
また、カラーフィルタ層１４を覆うように透明保護層１６が透明基材１２上に設けられ、
この透明保護層１６上に透明電極層１８、補助電極１９が周辺の端子部から中央の画素領
域まで帯状に延設されている。
【００２７】
　この有機ＥＬ用基板３では、透明保護層１６が、帯状透明電極層１８の延設方向（図７
、図８の矢印ａ方向）に沿って複数配列された微細な凸部１７′を有しており、これらの
複数の微細な凸部１７′は、各帯状透明電極層１８で被覆されている。
　このような凸部１７′は、隣接する微細な凸部１７′の頂点間の距離の平均が５～１０
０μｍ、好ましくは１０～３０μｍの範囲であり、隣接する凸部１７′の頂点間を結ぶ直
線から垂直に、凸部１７′間に位置する凹部の底点までの距離の平均が０．５～１０μｍ
、好ましくは１～５μｍの範囲であることが望ましい。凸部１７′の形状寸法を上述に範
囲内とすることにより、絵素Ｐ毎の有機ＥＬ素子層の表面積（発光面積）を確実に増大さ
せることができ、かつ、凸部１７′が原因となる帯状透明電極層１８の損傷の発生を抑制
することができる。
【００２８】
　このような有機ＥＬ用基板３においても、有機エレクトロルミネッセント画像表示装置
における各絵素Ｐに相当する部位毎の透明電極層１８の表面積の変動［（最大面積－最小
面積）／平均面積×１００］は、５％以下、好ましくは３％以下である。
　尚、図７～図９に示される例では、有機ＥＬ画像表示装置における隔壁形成領域２０に
相当する部位には、凸部１７′を備えていないが、隔壁形成領域２０にも凸部１７′を複
数備えていてもよく、また、隔壁形成領域２０の凸部１７′が他の凸部１７′よりも高さ
が低いものであってもよい。
　本発明の有機ＥＬ用基板は、上述の実施形態に限定されるものではなく、例えば、ブラ
ックマトリックス１３を備えていないもの、カラーフィルタ層１４を備えていないもの、
カラーフィルタ層１４が１色からなるもの等であってもよい。
【００２９】
　また、本発明の有機ＥＬ用基板は、色変換蛍光体層を備えるものであってもよい。図１
０は色変換蛍光体層を備える有機ＥＬ用基板の一実施形態を示す図２相当の断面図であり
、図１１は同じく図３相当の断面図である。
　図１０および図１１において、有機ＥＬ用基板４は、有機ＥＬ素子層として青色有機Ｅ
Ｌ素子層を備えた有機ＥＬ画像表示装置に用いるものであり、透明基材１２と、この透明
基材１２上に所定の開口パターンを備えたブラックマトリックス１３を介して帯状の赤色
着色層１４Ｒ、緑色着色層１４Ｇ、青色着色層１４Ｂからなるカラーフィルタ層１４が設
けられている。
【００３０】
　また、カラーフィルタ層１４上には、赤色変換蛍光体層１５Ｒ、緑色変換蛍光体層１５
Ｇと青色変換ダミー層１５Ｂからなる色変換蛍光体層１５が形成されている。この色変換
蛍光体層１５を構成する各層は、赤色着色層１４Ｒ上に赤色変換蛍光体層１５Ｒが、緑色
着色層１４Ｇ上に緑色変換蛍光体層１５Ｇが、青色着色層１４Ｂ上に青色変換ダミー層１
５Ｂがそれぞれ帯状に配設されている。
　このような色変換蛍光体層１５を覆うように透明保護層１６が設けられ、この透明保護
層１６上に透明電極層１８、補助電極１９が周辺の端子部から中央の画素領域まで帯状に
延設されている。
　この有機ＥＬ用基板４は、赤色変換蛍光体層１５Ｒ、緑色変換蛍光体層１５Ｇと青色変
換ダミー層１５Ｂからなる色変換蛍光体層１５を備える点を除いて、上述の有機ＥＬ用基
板１と同一である。
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【００３１】
　有機ＥＬ用基板４を構成する色変換蛍光体層１５のうち、赤色変換蛍光体層１５Ｒおよ
び緑色変換蛍光体層１５Ｇは、蛍光色素単体からなる層、あるいは、樹脂中に蛍光色素を
含有した層である。青色発光を赤色蛍光に変換する赤色変換蛍光体層１５Ｒに使用する蛍
光色素としては、４－ジシアノメチレン－２－メチル－６－（ｐ－ジメチルアミノスチリ
ル）－４Ｈ－ピラン等のシアニン系色素、１－エチル－２－［４－（ｐ－ジメチルアミノ
フェニル）－１，３－ブタジエニル］－ピリジウム－パークロレート等のピリジン色素、
ローダミンＢ、ローダミン６Ｇ等のローダミン系色素、オキサジン系色素等が挙げられる
。また、青色発光を緑色蛍光に変換する緑色変換蛍光体層１５Ｇに使用する蛍光色素とし
ては、２，３，５，６－１Ｈ，４Ｈ－テトラヒドロ－８－トリフルオロメチルキノリジノ
（９，９ａ，１－ｇｈ）クマリン、３－（２′－ベンゾチアゾリル）－７－ジエチルアミ
ノクマリン、３－（２′－ベンズイミダゾリル）－７－Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノクマリン
等のクマリン色素、ベーシックイエロー５１等のクマリン色素系染料、ソルベントイエロ
ー１１、ソルベントイエロー１１６等のナフタルイミド色素等が挙げられる。さらに、直
接染料、酸性染料、塩基性染料、分散染料等の各種染料も蛍光性があれば使用することが
できる。上述のような蛍光色素は単独、あるいは、２種以上の組み合わせで使用すること
ができる。赤色変換蛍光体層１５Ｒおよび緑色変換蛍光体層１５Ｇが樹脂中に蛍光色素を
含有したものである場合、蛍光色素の含有量は、使用する蛍光色素、色変換蛍光体層の厚
み等を考慮して適宜設定することができるが、例えば、使用する樹脂１００重量部に対し
０．１～１重量部程度とすることができる。
【００３２】
　また、青色変換ダミー層１５Ｂは、青色有機ＥＬ素子層で発光された青色光をそのまま
透過してカラーフィルタ層１４に送るものであり、赤色変換蛍光体層１５Ｒ、緑色変換蛍
光体層１５Ｇとほぼ同じ厚みの透明樹脂層とすることができる。
　赤色変換蛍光体層１５Ｒおよび緑色変換蛍光体層１５Ｇが樹脂中に蛍光色素を含有した
ものである場合、樹脂としては、ポリメチルメタクリレート、ポリアクリレート、ポリカ
ーボネート、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ヒドロキシエチルセルロー
ス、カルボキシメチルセルロース、ポリ塩化ビニル樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂
、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、マレイン酸樹脂
、ポリアミド樹脂等の透明（可視光透過率５０％以上）樹脂を使用することができる。ま
た、色変換蛍光体層５のパターン形成をフォトリソグラフィー法により行う場合、例えば
、アクリル酸系、メタクリル酸系、ポリケイ皮酸ビニル系、環ゴム系等の反応性ビニル基
を有する光硬化型レジスト樹脂を使用することができる。さらに、これらの樹脂は、上述
の青色変換ダミー層１５Ｂに使用することができる。
【００３３】
　色変換蛍光体層１５を構成する赤色変換蛍光体層１５Ｒと緑色変換蛍光体層１５Ｇは、
蛍光色素単体で形成する場合、例えば、所望の開口部を備えたマスクを介して真空蒸着法
、スパッタリング法により帯状に形成することができる。また、樹脂中に蛍光色素を含有
した層として形成する場合、例えば、蛍光色素と樹脂とを分散、または可溶化させた塗布
液をスピンコート、ロールコート、キャストコート等の方法で塗布して成膜し、これをフ
ォトリソグラフィー法でパターニングする方法、上記の塗布液をスクリーン印刷法等でパ
ターン印刷する方法等により赤色変換蛍光体層１５Ｒや緑色変換蛍光体層１５Ｇを形成す
ることができる。また、青色変換ダミー層１５Ｂは、所望の感光性樹脂塗料をスピンコー
ト、ロールコート、キャストコート等の方法で塗布して成膜し、これをフォトリソグラフ
ィー法でパターニングする方法、所望の樹脂塗布液をスクリーン印刷法等でパターン印刷
する方法等により形成することができる。
【００３４】
　このような色変換蛍光体層１５の厚みは、赤色変換蛍光体層１５Ｒおよび緑色変換蛍光
体層１５Ｇが青色有機ＥＬ素子層で発光された青色光を十分に吸収し蛍光を発生する機能
が発現できるものとする必要があり、使用する蛍光色素、蛍光色素濃度等を考慮して適宜
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設定することができ、例えば、１０～２０μｍ程度とすることができ、赤色変換蛍光体層
１５Ｒと緑色変換蛍光体層１５Ｇとの厚みが異なる場合があってもよい。
　このような有機ＥＬ用基板４も、有機ＥＬ画像表示装置における隔壁形成領域に相当す
る部位にストライプ状の凸部１７を備えていないもの、有機ＥＬ画像表示装置における隔
壁形成領域２０に相当する部位に、凸部１７よりも高さの低い凸部を備えるもの、ストラ
イプ状の凸部１７の代わりに、複数に微細な凸部１７′を備えるもの等であってよい。
【００３５】
［有機エレクトロルミネッセント画像表示装置］
　次に、本発明の有機エレクトロルミネッセント（ＥＬ）画像表示装置について説明する
。
　図１２は、本発明の有機ＥＬ画像表示装置の一実施形態を示す図２相当の縦断面図であ
り、図１３は同じく図３相当の縦断面図である。
　図１２および図１３において、有機ＥＬ画像表示装置３１は、上述の本発明の有機ＥＬ
用基板２を用いた有機ＥＬ画像表示装置である。すなわち、有機ＥＬ画像表示装置３１は
、透明基材１２と、この透明基材１２上に所定の開口パターンを備えたブラックマトリッ
クス１３を介して帯状の赤色着色層１４Ｒ、緑色着色層１４Ｇ、青色着色層１４Ｂからな
るカラーフィルタ層１４が設けられている。
【００３６】
　このカラーフィルタ層１４を覆うように透明保護層１６が透明基材１２上に設けられ、
この透明保護層１６上に透明電極層１８、補助電極１９が周辺の端子部から中央の画素領
域まで帯状に延設されている。透明保護層１６は、帯状透明電極層１８の延設方向（図１
２の矢印ａ方向）に沿って連続した複数のストライプ状の凸部１７を有し、これらの凸部
１７は各帯状透明電極層１８で被覆されている。図示例では、各帯状透明電極層１８毎に
４本のストライプ状の凸部１７が形成されている。そして、各絵素Ｐ毎の透明電極層１８
の表面積の変動［（最大面積－最小面積）／平均面積×１００］は、５％以下、好ましく
は３％以下とする。
　また、各帯状透明電極層１８の幅方向（図１３の矢印ｂ方向）のエッジ部位１８ａは、
透明保護層１６上の凸部１７の存在しない平坦部１６ａに位置している。図示例では、一
方のエッジ部１８ａは、上記の平坦部１６ａに配設された補助電極１９上に位置している
。
【００３７】
　さらに、本発明の有機ＥＬ画像表示装置３１では、上記のように配設された帯状の透明
電極層１８と直交し、ブラックマトリックス１３の開口部上に位置するように、白色発光
の有機ＥＬ素子層２１と背面電極層２２とが帯状に形成されている。また、帯状の透明電
極層１８と直交し、ブラックマトリックス１３上に位置するように、絶縁層２３を介して
隔壁２５が透明保護層１６、透明電極層１８上に形成されている。この隔壁２５の上部平
面にはダミーの有機ＥＬ素子層２１′と背面電極層２２′とが形成されており、これらは
、隔壁２５をパターニング手段として利用した有機ＥＬ素子層２１および背面電極層２２
の形成において、帯状のパターンを形成するために、不要な形成材料を透明電極層１８上
に到達しないよう隔壁２５に付着させて排除した結果形成されたものである。
【００３８】
　また、図１４は、本発明の有機ＥＬ画像表示装置の他の実施形態を示す図２相当の縦断
面図である。
　図１４において、有機ＥＬ画像表示装置３２は、上述の本発明の有機ＥＬ用基板３に色
変換蛍光体層１５を設けた有機ＥＬ用基板３′を用いた有機ＥＬ画像表示装置である。す
なわち、有機ＥＬ画像表示装置３２は、透明基材１２と、この透明基材１２上に所定の開
口パターンを備えたブラックマトリックス１３を介して帯状の赤色着色層１４Ｒ、緑色着
色層１４Ｇ、青色着色層１４Ｂからなるカラーフィルタ層１４が設けられている。
　また、カラーフィルタ層１４上には、赤色変換蛍光体層１５Ｒ、緑色変換蛍光体層１５
Ｇと青色変換ダミー層１５Ｂからなる色変換蛍光体層１５が形成されている。この色変換
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蛍光体層１５を構成する各層は、赤色着色層１４Ｒ上に赤色変換蛍光体層１５Ｒが、緑色
着色層１４Ｇ上に緑色変換蛍光体層１５Ｇが、青色着色層１４Ｂ上に青色変換ダミー層１
５Ｂがそれぞれ帯状に配設されている。
【００３９】
　このような色変換蛍光体層１５を覆うように透明保護層１６が設けられ、この透明保護
層１６上に透明電極層１８、補助電極１９が周辺の端子部から中央の画素領域まで帯状に
延設されている。そして、透明保護層１６は、帯状透明電極層１８の延設方向（図１４の
矢印ａ方向）に沿って複数配列された微細な凸部１７′を有しており、これらの凸部１７
′は、各帯状透明電極層１８で被覆されている。そして、各絵素Ｐ毎の透明電極層１８の
表面積の変動［（最大面積－最小面積）／平均面積×１００］は、５％以下、好ましくは
３％以下とする。
【００４０】
　さらに、本発明の有機ＥＬ画像表示装置３２では、上記のように配設された帯状の透明
電極層１８と直交し、ブラックマトリックス１３の開口部上に位置するように、青色発光
の有機ＥＬ素子層２１と背面電極層２２とが帯状に形成されている。また、帯状の透明電
極層１８と直交し、ブラックマトリックス１３上に位置するように、絶縁層２３を介して
隔壁２５が透明保護層１６、透明電極層１８上に形成されている。この隔壁２５の上部平
面にはダミーの有機ＥＬ素子層２１′と背面電極層２２′とが形成されており、これらは
、隔壁２５をパターニング手段として利用した有機ＥＬ素子層２１および背面電極層２２
の形成において、帯状のパターンを形成するために、不要な形成材料を透明電極層１８上
に到達しないよう隔壁２５に付着させて排除した結果形成されたものである。
【００４１】
　このような有機ＥＬ画像表示装置３１，３２は、透明保護層１６が複数のストライプ状
の凸部１７、あるいは、複数の微細な凸部１７′を有するとともに、この透明保護層１６
に形成された透明電極層１８の各絵素毎の表面積の変動が±５％以下であるので、絵素毎
の有機ＥＬ素子層２１の表面積（発光面積）が増大し、これにより発光輝度が高く、かつ
、輝度バラツキが抑えられた高品質の画像表示が可能である。また、透明電極層１８をな
す各帯状透明電極層１８の幅方向のエッジ部位１８ａは、透明保護層１６上の平坦部１６
ａに位置するので、透明保護層１６の凸部１７、凸部１７′が原因となる帯状透明電極層
１８の損傷が生じた場合も、帯状透明電極層１８の平坦部によって延設方向の導電性が確
保されて断線が防止される。さらに、透明電極層１８のパターニング時にエッジ部位に付
着する水分量を最小限に抑制できるので、有機ＥＬ素子層２１の短寿命化を防止すること
ができ信頼性の高いものとなる。
【００４２】
　上述の有機ＥＬ画像表示装置３１，３２を構成する透明基材１２、ブラックマトリック
ス１３、カラーフィルタ層１４、色変換蛍光体層１５、透明保護層１６、透明電極層１８
、補助電極１９は、上述の本発明の有機ＥＬ用基板１～４に関する説明で記述したものと
同様であり、ここでの説明は省略する。
　上述の有機ＥＬ画像表示装置３１，３２を構成する有機ＥＬ素子層２１は、発光層単独
からなる構造、発光層の透明電極層１８側に正孔注入層を設けた構造、発光層の背面電極
層２２側に電子注入層を設けた構造、発光層の透明電極層１８側に正孔注入層を設け、背
面電極層２２側に電子注入層を設けた構造等とすることができる。また、発光波長を調整
したり、発光効率を向上させる等の目的で、上記の各層に適当な材料をドーピングするこ
ともできる。
【００４３】
　上記の有機ＥＬ画像表示装置３１を構成する有機ＥＬ素子層２１の発光層は白色発光で
あり、上記の有機ＥＬ画像表示装置３２を構成する有機ＥＬ素子層２１の発光層は青色発
光であるが、本発明では、有機ＥＬ素子層の発光層を、赤色発光、緑色発光、青色発光等
の単色発光、または、赤色発光、緑色発光、青色発光が所定のパターンで組み合わされた
もの、白色発光等、いずれの設定とすることができる。また、白色発光の場合には、発光
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波長の異なる発光層を積層した構造、発光波長の異なる発光層を小領域に複数分割して配
設した構造、発光波長の異なる材料を含有した構造等、いずれであってもよい。
　有機ＥＬ素子層２１の各層に用いる発色材料、ドーピング材料、正孔輸送材料、正孔注
入材料、電子注入材料等は、下記に例示するような無機材料、有機材料いずれでもよい。
また、有機ＥＬ素子層２１の各層の厚みは特に制限はなく、例えば、５ｎｍ～５μｍ程度
とすることができる。
【００４４】
（発色材料）
　（１）色素系発色材料
　シクロペンタジエン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、トリフェニルアミン誘
導体、オキサジアゾール誘導体、ピラゾロキノリン誘導体、ジスチリルベンゼン誘導体、
ジスチリルアリーレン誘導体、シロール誘導体、チオフェン環化合物、ピリジン環化合物
、ペリノン誘導体、ペリレン誘導体、オリゴチオフェン誘導体、トリフマニルアミン誘導
体、オキサジアゾールダイマー、ピラゾリンダイマー等が挙げられる。
【００４５】
　（２）金属錯体系発色材料
　アルミキノリノール錯体、ベンゾキノリノールベリリウム錯体、ベンゾオキサゾール亜
鉛錯体、ベンゾチアゾール亜鉛錯体、アゾメチル亜鉛錯体、ポリフィリン亜鉛錯体、ユー
ロピウム錯体等、中心金属にＡｌ、Ｚｎ、Ｂｅ等、または、Ｔｂ、Ｅｕ、Ｄｙ等の希土類
金属を有し、配位子にオキサジアゾール、チアジアゾール、フェニルピリジン、フェニル
ベンゾイミダゾール、キノリン構造等を有する金属錯体が挙げられる。
【００４６】
　（３）高分子系発色材料
　ポリパラフェニレンビニレン錯体、ポリチオフェン錯体、ポリパラフェニレン錯体、ポ
リシラン錯体、ポリアセチレン錯体、ポリビニルカルバゾール、ポリフルオレン錯体等が
挙げられる。
【００４７】
（ドーピング材料）
　ペリレン誘導体、クマリン誘導体、ルブレン誘導体、キナクリドン誘導体、スクアリウ
ム誘導体、ポリフィリン誘導体、スチリル系色素、テトラセン誘導体、ピラゾリン誘導体
、デカシクレン、フェノキサゾン等が挙げられる。
【００４８】
（正孔輸送材料）
　オキサジアゾール系、オキサゾール系、トリアゾール系、チアゾール系、トリフェニル
メタン系、スチリル系、ピラゾリン系、ヒドラゾン系、芳香族アミン系、カルバゾール系
、ポリビニルカルバゾール系、スチルベン系、エナミン系、アジン系、トリフェニルアミ
ン系、ブタジエン系、多環芳香族化合物系、スチルベン二量体等が挙げられる。
　また、π共役系高分子として、ポリアセチレン、ポリジアセチレン、ポリ（Ｐ－フェニ
レン）、ポリ（Ｐ－フェニレンスルフィド）、ポリ（Ｐ－フェニレンオキシド）、ポリ（
１，６－ヘプタジエン）、ポリ（Ｐ－フェニレンビニレン）、ポリ（２，５－チエニレン
）、ポリ（２，５－ピロール）、ポリ（ｍ－フェニレンスルフィド）、ポリ（４，４′－
ビフェニレン）等が挙げられる。
【００４９】
　また、電荷移動高分子錯体として、ポリスチレン・ＡｇＣ１０４、ポリビニルナフタレ
ン・ＴＣＮＥ、ポリビニルナフタレン・Ｐ－ＣＡ、ポリビニルナフタレン・ＤＤＱ、ポリ
ビニルメシチレン・ＴＣＮＥ、ポリナフタアセチレン・ＴＣＮＥ、ポリビニルアントラセ
ン・Ｂｒ２、ポリビニルアントラセン・Ｉ２、ポリビニルアントラセン・ＴＮＢ、ポリジ
メチルアミノスチレン・ＣＡ、ポリビニルイミダゾール・ＣＱ、ポリ－Ｐ－フェニレン・
Ｉ２、ポリ－１－ビニルピリジン・Ｉ２、ポリ－４－ビニルピリジン・Ｉ２、ポリ－Ｐ－
１－フェニレン・Ｉ２、ポリビニルピリジウム・ＴＣＮＱ等が挙げられ、さらに、電荷移



(14) JP 4788174 B2 2011.10.5

10

20

30

40

50

動低分子錯体として、ＴＣＮＱ－ＴＴＦ等が、高分子金属錯体としては、ポリ銅フタロシ
アニン等が挙げられる。
　正孔輸送材料としては、イオン化ポテンシャルの小さい材料が好ましく、特に、ブタジ
エン系、エナミン系、ヒドラゾン系、トリフェニルアミン系が好ましい。
【００５０】
（正孔注入材料）
　フェニルアミン系、スターバースト型アミン系、フタロシアニン系、酸化バナジウム、
酸化モリブデン、酸化ルテニウム、酸化アルミニウム等の酸化物、アモルファスカーボン
、ポリアニリン、ポリチオフェン誘導体、トリアゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体
、イミダゾール誘導体、ポリアリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾロン誘
導体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体、アミノ置換カルコン誘導体、
オキサゾール誘導体、スチリルアントラセン誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘
導体、スチルベン誘導体、シラザン誘導体、ポリシラン系、アニリン系共重合体、チオフ
ェンオリゴマー等の誘電性高分子オリゴマー等、を挙げることができる。
【００５１】
　さらに、正孔注入材料として、ポリフィリン化合物、芳香族第三級アミン化合物、スチ
リルアミン化合物を挙げることもできる。上記のポリフィリン化合物としては、ポリフィ
ン、１，１０，１５，２０－テトラフェニル－２１Ｈ、２３Ｈ－ポリフィン銅（II）、ア
ルミニウムフタロシアニンクロリド、銅オクタメチルフタロシアニン等を挙げることがで
きる。また、芳香族第三級アミン化合物およびスチリルアミン化合物としては、Ｎ，Ｎ，
Ｎ′，Ｎ′－テトラフェニル－４，４′－ジアミノフェニル、Ｎ，Ｎ′－ジフェニル－Ｎ
，Ｎ′－ビス（３－メチルフェニル）－［１，１′－ビフェニル］－４，４′－ジアミン
、４－（ジ－ｐ－トリルアミノ）－４′－［４（ジ－ｐ－トリルアミノ）スチリル］スチ
ルベン、３－メトキシ－４′－Ｎ，Ｎ－ジフェニルアミノスチルベンゼン、４，４′－ビ
ス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル、４，４′，４″－トリス
［Ｎ－（３－メチルフェニル）－Ｎ－フェニルアミノ］トリフェニルアミン等を挙げるこ
とができる。
【００５２】
（電子注入材料）
　アルミリチウム、フッ化リチウム、ストロンチウム、酸化マグネシウム、フッ化マグネ
シウム、フッ化ストロンチウム、フッ化カルシウム、フッ化バリウム、酸化アルミニウム
、酸化ストロンチウム、酸化カルシウム、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレンスル
ホン酸ナトリウム、ニトロ置換フルオレン誘導体、アントラキノジメタン誘導体、ジフェ
ニルキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導体、ナフタレンペリレン等の複素環テトラ
カルボン酸無水物、カルボジイミド、フレオレニリデンメタン誘導体、アントラキノジメ
タンおよびアントロン誘導体、オキサジアゾール誘導体、上記のオキサジアゾール環の酸
素原子をイオウ原子に置換したチアゾール誘導体、電子吸引基として知られているキノキ
サリン環を有したキノキサリン誘導体、トリス（８－キノリノール）アルミニウム等の８
－キノリノール誘導体の金属錯体、フタロシアニン、金属フタロシアニン、ジスチリルピ
ラジン誘導体等を挙げることができる。
【００５３】
　有機ＥＬ素子層２１の形成は、隔壁２５をマスクとして上述した材料を用いて真空蒸着
法等により成膜して行うことができる。この方法では、画像表示領域に相当する開口部を
備えたマスク（周辺部の透明電極層１８や補助電極１９からなる電極端子への成膜を防止
するためのマスク）を介して成膜することによって、隔壁２５がマスクパターンとなり、
各隔壁２５間のみを発光層材料が通過して透明電極層１８に到達することができる。これ
により、フォトリソグラフィー法等のパターニングを行うことなく、帯状の有機ＥＬ素子
層２１を形成することができる。このような隔壁２５を用いた有機ＥＬ素子層２１の形成
では、図１２に示されるように、複数配列している隔壁２５のうち、最も周辺部に位置し
ている隔壁２５の上部平面に、上記の画像表示領域の端部が位置しており、幅方向の約半
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分（画像表示領域側）のみにダミーの有機ＥＬ素子層２１′が形成されている。
【００５４】
　有機ＥＬ画像表示装置３１，３２を構成する背面電極層２２の材料としては、仕事関数
の小さい（４ｅＶ以下）金属、合金、これらの混合物で形成される。具体的には、ナトリ
ウム、ナトリウム－カリウム合金、マグネシウム、リチウム、マグネシウム／銅混合物、
マグネシウム／銀混合物、マグネシウム／アルミニウム混合物、マグネシウム／インジウ
ム混合物、アルミニウム／酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）混合物、インジウム、リチウム
／アルミニウム混合物、希土類金属等が挙げられる。電子注入性および電極としての酸化
等に対する耐久性を考えると、電子注入性金属と、これより仕事関数の値が大きく安定な
金属である第二金属との混合物が好ましく、例えば、マグネシウム／銀混合物、マグネシ
ウム／アルミニウム混合物、マグネシウム／インジウム混合物、アルミニウム／酸化アル
ミニウム（Ａｌ2Ｏ3）混合物、リチウム／アルミニウム混合物等が挙げられる。このよう
な背面電極層２２はシート抵抗が数百Ω／□以下が好ましく、このため、背面電極層２２
の厚みは、例えば、１０ｎｍ～１μｍ、好ましくは５０～２００ｎｍ程度とすることがで
きる。
【００５５】
　上記の背面電極層２２は、隔壁２５をマスクとして上述の電極材料を用いて真空蒸着法
、イオンプレーティング蒸着法等の方法により成膜して形成することができる。すなわち
、隔壁２５がマスクパターンとなり、各隔壁２５間のみを電極材料が通過して有機ＥＬ素
子層２１上に到達することができる。そして、フォトリソグラフィー法等のパターニング
を行う必要がないので、有機ＥＬ素子層２１の特性を劣化させることがない。
　有機ＥＬ画像表示装置３１，３２を構成する絶縁層２３は、ブラックマトリックス１３
上に位置するように形成されている。この絶縁層２３は、例えば、透明保護層１６と同様
の材料で成膜し、これをフォトリソグラフィー法を用いたパターンエッチングで所望の形
状として形成することができる。このような絶縁層２３の厚みは１～５μｍ程度とするこ
とができる。
【００５６】
　尚、図示例では、絶縁層２３は隔壁２５の形成部位のみにストライプ状に設けられてい
るが、これに限定されるものではなく、透明電極層１８と背面電極層２２とが有機ＥＬ素
子層２１を介して交差する各部位（絵素Ｐ）に開口をもつような格子形状のパターンから
なる絶縁層２３であってもよい。
【００５７】
　有機ＥＬ画像表示装置３１，３２を構成する隔壁２５は、上述のように、帯状の透明電
極層１８と直交するように有機ＥＬ素子層２１と背面電極層２２とを帯状に形成するため
の隔壁パターンである。すなわち、隔壁２５は、透明電極層１８上に有機ＥＬ素子層２１
と背面電極層２２を真空蒸着法等により形成する際のマスクの役割を果たすものである。
このような隔壁２５は、感光性樹脂をスピンコート、ロールコート、キャストコート等の
方法で塗布して成膜し、これをフォトリソグラフィー法でパターニングして形成すること
ができる。図１２、図１４に示される例では、隔壁２５は下すぼまりの逆台形状の断面を
有しているが、このように、隔壁２５を下すぼまり、もしくは、上すぼまりの形状とする
には、所定の厚みに設けたポジ型またはネガ型の感光性樹脂層を、露光方向を変えて多重
露光する方法、パターンをずらして異なる方向から多重露光する方法等により実現するこ
とができる。図１２、図１４に示されるように、隔壁２５が下すぼまりの場合には、法線
方向からの蒸着の際に、隔壁２５の下層である絶縁層２３への付着を避けることができる
。隔壁２５の高さは１～２０μｍ程度、幅はブラックマトリックス１３の幅等に応じて設
定することができ、通常、ブラックマトリックス１３の幅よりも２μｍ程度細い幅とする
。
【００５８】
　本発明の有機ＥＬ画像表示装置は、上述の実施形態に限定されるものではなく、有機Ｅ
Ｌ素子層の発光層は、赤色発光、緑色発光等の単色発光であってもよく、また、青色発光
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、赤色発光、緑色発光が所定のパターンで組み合わされたものであってもよい。また、カ
ラーフィルタ層、色変換蛍光体層については、有機ＥＬ素子層の発光層の発光色、有機Ｅ
Ｌ画像表示装置の用途等に応じて、いずれか一方、あるいは、双方を備えていない構造の
有機ＥＬ画像表示装置であってもよい。
　また、有機ＥＬ画像表示装置の隔壁の形成領域にも絵素部位と同様の凸部１７，１７′
を備えるもの、隔壁の形成領域に絵素部位の凸部１７，１７′よりも高さの低い凸部を備
えるもの等であってよい。
【実施例】
【００５９】
　次に、実施例を示して本発明を更に詳細に説明する。
［実施例１］
（ブラックマトリックスの形成）
　透明基材として、１５０ｍｍ×１５０ｍｍ、厚み０．７ｍｍのソーダガラス（セントラ
ル硝子（株）製Ｓｎ面研磨品）を準備した。この透明基材を定法にしたがって洗浄した後
、透明基材の片側全面にスパッタリング法により酸化窒化複合クロムの薄膜（厚み０．２
μｍ）を形成し、この複合クロム薄膜上に感光性レジストを塗布し、マスク露光、現像、
複合クロム薄膜のエッチングを行って、８０μｍ×２８０μｍの長方形状の開口部を、上
記の８０μｍ開口辺方向に１００μｍピッチ、２８０μｍ開口辺方向に３００μｍピッチ
でマトリックス状に備えたブラックマトリックスを形成した。
【００６０】
（カラーフィルタ層の形成）
　赤色、緑色、青色の３種の着色層用感光性塗料を調製した。すなわち、赤色着色層用感
光性塗料は、ペリレン系顔料、レーキ顔料、アゾ系顔料、キナクリドン系顔料、アントラ
キノン系顔料、アントラセン系顔料、イソインドリン系顔料等の単品、あるいは、２種以
上の混合物からなる着色材をバインダー樹脂に分散させたものとした。バインダー樹脂と
しては、透明な樹脂（可視光透過率５０％以上）が好ましく、例えば、ポリメチルメタク
リレート、ポリアクリレート、ポリカーボネート、ポリビニルアルコール、ポリビニルピ
ロリドン、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース等の透明樹脂が挙
げられる。また、着色材の含有量は、形成された着色層中に５～５０重量％含有されるよ
うに設定した。
【００６１】
　緑色着色層用感光性塗料は、ハロゲン多置換フタロシアニン系顔料、ハロゲン多置換銅
フタロシアニン系顔料、トリフェニルメタン系塩基性染料、イソインドリン系顔料、イソ
インドリノン系顔料等の単品、あるいは、２種以上の混合物からなる着色材をバインダー
樹脂に分散させたものとした。バインダー樹脂としては、上記の透明樹脂が挙げられ、着
色材の含有量は、形成された着色層中に５～５０重量％含有されるように設定した。
【００６２】
　青色着色層用感光性塗料は、銅フタロシアニン系顔料、インダンスレン系顔料、インド
フェノール系顔料、シアニン系顔料、ジオキサジン系顔料等の単品、あるいは、２種以上
の混合物からなる着色材をバインダー樹脂に分散させたものとした。バインダー樹脂とし
ては、上記の透明樹脂が挙げられ、着色材の含有量は、形成された着色層中に５～５０重
量％含有されるように設定した。
【００６３】
　次に、上記の３種の着色層用感光性塗料を用いて各色の着色層を形成した。すなわち、
ブラックマトリックスが形成された上記の透明基材全面に、緑色着色層用の感光性塗料を
スピンコート法により塗布し、プリベーク（８０℃、３０分間）を行った。その後、所定
の着色層用フォトマスクを用いて露光した。次いで、現像液（０．０５％ＫＯＨ水溶液）
にて現像を行い、次いで、ポストベーク（１００℃、３０分間）を行なった。これにより
、３００μｍピッチでブラックマトリックスの開口部上に位置するように帯状（幅８５μ
ｍ）の緑色着色層（厚み１．５μｍ）を、ブラックマトリックスパターンの２８０μｍ開
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口辺方向に延設した。
【００６４】
　同様に、赤色着色層の感光性塗料を用いて、３００μｍピッチでブラックマトリックス
の開口部上に位置するように帯状（幅８５μｍ）の赤色着色層（厚み１．５μｍ）を、ブ
ラックマトリックスパターンの２８０μｍ開口辺方向に延設した。さらに、青色着色層の
感光性塗料を用いて、３００μｍピッチでブラックマトリックスの開口部上に位置するよ
うに帯状（幅８５μｍ）の青色着色層（厚み１．５μｍ）を、ブラックマトリックスパタ
ーンの２８０μｍ開口辺方向に延設した。
【００６５】
（透明保護層の形成）
　幅１０μｍ、長さ８９９０μｍのストライプ状の開口部を２０μｍピッチで４本配設し
た開口部群を、開口部のストライプ方向と直交した方向に１００μｍピッチで１０８個備
えたフォトマスクを準備した。
【００６６】
　次いで、ネガ型のアクリレート系光硬化型樹脂をスピンコート法によりカラーフィルタ
層上に塗布し、プリベーク（１００℃、３分間）した。次いで、この塗布膜を上記のフォ
トマスクを介して露光し、現像液（０．０５質量％水酸化カリウム水溶液）にて現像を行
い、次いで、ポストベーク（２３０℃、６０分間）を行なった。これにより、４本のスト
ライプ状の凸部がカラーフィルタ層の各色の着色層上に位置（４本のストライプ状凸部か
らなる帯状部位の中央部が着色層の幅方向の中心と一致）するように備えた透明保護層（
平坦部の厚み１．０μｍ）を形成した。
　この透明保護層のストライプ状の凸部は、隣接する凸部の頂点間の距離の平均が２０μ
ｍであり、隣接する凸部の頂点間を結ぶ直線から垂直に、凸部間に位置する凹部の底点ま
での距離の平均が５μｍであった。尚、この測定は、レーザー顕微鏡（キーエンス社製　
ＶＫ－８５００）により行なった。
【００６７】
（補助電極の形成）
　次に、上記の透明保護層上の全面にスパッタリング法によりクロム薄膜（厚み０．２μ
ｍ）を形成し、このクロム薄膜上に感光性レジストを塗布し、マスク露光、現像、クロム
薄膜のエッチングを行って、補助電極を形成した。この補助電極は、透明保護層のストラ
イプ状の凸部と平行に形成されたストライプ状のパターンであり、幅１５μｍでブラック
マトリックス上に相当する透明保護層の平坦部に位置し、透明基材周縁部の端子部では幅
が６０μｍのものとした。
【００６８】
（透明電極層の形成）
　次いで、上記の補助電極を覆うように透明保護層上にイオンプレーティング法により膜
厚１５０ｎｍの酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）電極膜を形成し、このＩＴＯ電極膜上に感
光性レジストを塗布し、マスク露光、現像、ＩＴＯ電極膜のエッチングを行って、透明電
極層を形成した。この透明電極層は、透明基材上から透明保護層上に乗り上げ、各色の着
色層と平行に、かつ、各色の着色層上に位置する透明保護層のストライプ状凸部を被覆す
るように形成された幅８０μｍの帯状パターンであり、幅方向の一方のエッジ部位は透明
保護層の平坦部に位置し、他方のエッジ部位は上記の補助電極上に位置するものであった
。
【００６９】
　これにより、図１～３に示されるような本発明の有機ＥＬ用基板を得た。
　このように形成した有機ＥＬ用基板の透明電極層は、透明保護層のストライプ状凸部を
反映した凹凸形状を有するものであり、各絵素（８０μｍ×２８０μｍの長方形状）毎の
表面積を測定した結果、凹凸形状が存在しない場合と比べた面積増加率が１２５％であり
、表面積の変動［（最大面積－最小面積）／平均面積×１００］は５％であった。
　尚、表面積の測定は、１０個の絵素について、レーザー顕微鏡（キーエンス社製　ＶＫ
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－８５００）を用いて行なった。
【００７０】
［実施例２］
　透明保護層の形成において、実施例１で使用したフォトマスクのストライプ状の開口部
に、３００μｍピッチで２０μｍ長の非開口部を設けたフォトマスクを準備し、ストライ
プ状の開口部が４本平行に配列した開口群が、ブラックマトリックスの８０μｍ×２８０
μｍの長方形状の開口部上に位置するように配置して露光した他は、実施例１と同様にし
て、図５、図６に示されるような、隔壁の形成領域に凸部が存在しない透明保護層を備え
た有機ＥＬ用基板を得た。
　このように形成した有機ＥＬ用基板の帯状の透明電極層は、幅方向の一方のエッジ部位
が透明保護層の平坦部に位置し、他方のエッジ部位は上記の補助電極上に位置するもので
あった。また、帯状の透明電極層は、透明保護層のストライプ状凸部を反映した凹凸形状
を絵素内に有するものであり、各絵素（８０μｍ×２８０μｍの長方形状）毎の表面積を
実施例１と同様に測定した結果、凹凸形状が存在しない場合と比べた面積増加率が１２５
％であり、表面積の変動［（最大面積－最小面積）／平均面積×１００］は５％であった
。
【００７１】
［実施例３］
　透明保護層の形成において、実施例２で使用したフォトマスクのストライプ状の開口部
が４本平行に配列した開口群に相当する領域（８０μｍ×２８０μｍ）に、直径１０μｍ
の円形開口が２０μｍピッチで格子の交点に位置するように形成されたフォトマスクを準
備し、上記の円形開口が形成された領域（８０μｍ×２８０μｍ）が、ブラックマトリッ
クスの８０μｍ×２８０μｍの長方形状の開口部上に位置するように配置して露光した他
は、実施例１と同様にして、図７～図９に示されるような、微細な複数の凸部を有し、か
つ、隔壁の形成領域に凸部が存在しない透明保護層を備えた有機ＥＬ用基板を得た。
【００７２】
　このように形成した有機ＥＬ用基板の帯状の透明電極層は、幅方向の一方のエッジ部位
が透明保護層の平坦部に位置し、他方のエッジ部位が上記の補助電極上に位置するもので
あった。また、帯状の透明保護層の複数の微細な凸部を反映した凹凸形状を有するもので
あり、各絵素（８０μｍ×２８０μｍの長方形状）毎の表面積を実施例１と同様に測定し
た結果、凹凸形状が存在しない場合と比べた面積増加率が１３０％であり、表面積の変動
［（最大面積－最小面積）／平均面積×１００］は５％であった。
【００７３】
［比較例１］
　透明保護層の形成において、実施例２で使用したフォトマスクの代わりに、長さ２８０
μｍのストライプ状の開口部を、ストライプ方向と直交した方向に２０μｍピッチで連続
して備えたフォトマスクを使用した他は、実施例２と同様にして有機ＥＬ用基板を得た。
　このように形成した有機ＥＬ用基板の帯状の透明電極層は、透明保護層のストライプ状
の凸部を反映した凹凸形状を有するものであり、幅方向の一方のエッジ部位が透明保護層
のストライプ状の凸部の斜面に位置し、他方のエッジ部位は上記の補助電極を介してスト
ライプ状の凸部の斜面に位置するものであった。また、各絵素（８０μｍ×２８０μｍの
長方形状）毎の表面積を実施例１と同様に測定した結果、凹凸形状が存在しない場合と比
べた面積増加率が１２５％であり、表面積の変動［（最大面積－最小面積）／平均面積×
１００］は５％であった。
【００７４】
［比較例２］
　透明保護層の形成において、直径１０μｍの円形開口が２０μｍピッチで格子の交点に
位置するように全面に形成したフォトマスクを使用して露光した他は、実施例１と同様に
して、微細な複数の凸部を有する透明保護層を備えた有機ＥＬ用基板を得た。
　このように形成した有機ＥＬ用基板の帯状の透明電極層は、透明保護層の複数の微細な
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凸部を反映した凹凸形状を有するものであり、幅方向の一方のエッジ部位が透明保護層の
微細な複数の凸部を乗り越えるように位置し、他方のエッジ部位は上記の補助電極を介し
て微細な複数の凸部を乗り越えるように位置するものであった。また、各絵素（８０μｍ
×２８０μｍの長方形状）毎の表面積を実施例１と同様に測定した結果、凹凸形状が存在
しない場合と比べた面積増加率が１３０％であり、表面積の変動［（最大面積－最小面積
）／平均面積×１００］は５％であった。
【００７５】
［比較例３］
　透明保護層の形成において、実施例１で使用したフォトマスクの代わりに、幅１０μｍ
、長さ１１０００μｍのストライプ状の開口部を、ストライプ方向と直交した方向に２０
μｍピッチで１４本配置した開口部群を、開口部のストライプ方向と平行した方向に３０
０μｍピッチで３０個備えたフォトマスクを準備し、マスクの開口部のストライプ方向が
、透明電極層と直交するように配設して使用した他は、実施例１と同様にして有機ＥＬ用
基板を得た。
　このように形成した有機ＥＬ用基板の帯状の透明電極層は、幅方向の両エッジ部位が透
明保護層のストライプ状の凸部の斜面に位置するものであった。また、各絵素（８０μｍ
×２８０μｍの長方形状）毎の表面積を実施例１と同様に測定した結果、凹凸形状が存在
しない場合と比べた面積増加率が１２５％であり、表面積の変動［（最大面積－最小面積
）／平均面積×１００］は５％であった。
【００７６】
［評価１］
　有機ＥＬ用基板に電圧（１０Ｖ）を印加して発光させ、線欠陥（断線によって発光しな
い、もしくは輝度が著しく低下（高輝度のものに比べ５０％以下）する）の発生の有無を
観察した。この結果、実施例１～３の有機ＥＬ用基板では、断線の発生率は２０シート中
０件であり、極めて断線が生じ難い構造であることが確認された。これに対して、比較例
１～３の有機ＥＬ用基板では、断線は２０シート中１件以上であり、断線の生じる可能性
が高いことが確認された。
【００７７】
［実施例Ａ］
　上述の実施例１の有機ＥＬ用基板を使用し、以下の工程で有機ＥＬ画像表示装置を作製
した。
（絶縁層と隔壁の形成）
　平均分子量が約１０００００であるノルボルネン系樹脂（ＪＳＲ（株）製ＡＲＴＯＮ）
をトルエンで希釈した塗布液を使用し、スピンコート法により透明電極層を覆うように透
明保護層上に塗布した後、ベーク（１００℃、３０分間）を行って絶縁膜（厚み１μｍ）
を形成した。次に、この絶縁膜上に感光性レジストを塗布し、マスク露光、現像、絶縁膜
のエッチングを行って絶縁層を形成した。この絶縁層は、ブラックマトリックスの開口部
に、絶縁層の開口部が位置するように配置され、絶縁層の開口部は、ブラックマトリック
ス開口部よりも大きい９０μｍ×２９０μｍの長方形状とした。
【００７８】
　次に、隔壁用塗料（日本ゼオン（株）製フォトレジスト　ＺＰＮ１１００）をスピンコ
ート法により絶縁層を覆うように全面に塗布し、プリベーク（７０℃、３０分間）を行っ
た。その後、所定の隔壁用フォトマスクを用いて露光し、現像液（日本ゼオン（株）製Ｚ
ＴＭＡ－１００）にて現像を行い、次いで、ポストベーク（１００℃、３０分間）を行っ
た。これにより、絶縁層上に隔壁を形成した。この隔壁は、高さ（透明電極層の平坦部か
らの高さ）５μｍ、下部（絶縁層側）の幅１５μｍ、上部の幅２０μｍである形状を有す
るものであった。
【００７９】
（有機ＥＬ素子層の形成）
　次いで、上記の隔壁をマスクとして、真空蒸着法により正孔注入層、発光層、電子注入
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層からなる白色発光の有機ＥＬ素子層を形成した。
　すなわち、まず、Ｎ，Ｎ′－ジフェニル－Ｎ，Ｎ′－ビス（３－メチルフェニル）－〔
１，１′－ビフェニル〕－４，４′－ジアミンを、画像表示領域に相当する開口部を備え
たマスクを介して６０ｎｍ厚まで蒸着して成膜することによって、隔壁がマスクパターン
となり、各隔壁間のみを正孔注入層の形成材料が通過して透明電極層上に正孔注入層が形
成された。
　同様にして、４，４′－ビス（２，２′－ジフェニルビニル）ビフェニル（蛍光ピーク
波長：４６５ｎｍ（固体））を４０ｎｍ厚まで蒸着して成膜した。このとき、同時にルブ
レン（アルドリッチ（株）製、蛍光ピーク波長：５８５ｎｍ（ジメチルホルムアミド０．
１重量％溶液））を少量含有させた。これにより白色蛍光層を形成した。
【００８０】
　その後、トリス（８－キノリノール）アルミニウムを２０ｎｍ厚まで、隔壁をマスクパ
ターンとして蒸着することにより電子注入層を形成した。
　このようにして形成された白色発光の有機ＥＬ素子層は、幅２８０μｍの帯状パターン
として各隔壁間に存在（各レンチキュラーレンズ素子上に存在）するものであり、隔壁の
上部表面にも同様の層構成でダミーの有機ＥＬ素子層が形成された。
【００８１】
（背面電極層の形成）
　次に、画像表示領域よりも広い所定の開口部を備えたマスクを介して上記の隔壁が形成
されている領域に真空蒸着法によりマグネシウムと銀を同時に蒸着（マグネシウムの蒸着
速度＝１．３～１．４ｎｍ／秒、銀の蒸着速度＝０．１ｎｍ／秒）して成膜した。
　これにより、隔壁がマスクとなって、マグネシウム／銀混合物からなる背面電極層（厚
み２００ｎｍ）が白色発光の有機ＥＬ素子層上に形成された。この背面電極層は、幅２８
０μｍの帯状パターンとして有機ＥＬ素子層上に存在するものであり、隔壁の上部表面に
もダミーの背面電極層が形成された。
　以上により、有機ＥＬ画像表示装置を得た。
【００８２】
［実施例Ｂ］
　上述の実施例２の有機ＥＬ用基板を使用し、実施例Ａと同様の工程で有機ＥＬ画像表示
装置を作製した。尚、絶縁層、隔壁は、実施例２の有機ＥＬ用基板において凸部が形成さ
れていない隔壁形成領域に形成した。
【００８３】
［実施例Ｃ］
　上述の実施例３の有機ＥＬ用基板を使用し、実施例Ａと同様の工程で有機ＥＬ画像表示
装置を作製した。尚、絶縁層、隔壁は、実施例３の有機ＥＬ用基板において凸部が形成さ
れていない隔壁形成領域に形成した。
【００８４】
［実施例Ｄ］
　まず、実施例２と同様にして、各絵素（８０μｍ×２８０μｍの長方形状）毎の透明電
極層の表面積の増加率（凹凸形状が存在しない場合と比較）が１２５％であり、表面積の
変動［（最大面積－最小面積）／平均面積×１００］が３％である有機ＥＬ用基板を作製
した。
　次いで、上記の有機ＥＬ用基板を使用し、実施例Ａと同様の工程で有機ＥＬ画像表示装
置を作製した。尚、絶縁層、隔壁は、有機ＥＬ用基板において凸部が形成されていない隔
壁形成領域に形成した。
【００８５】
［比較例Ａ］
　上述の比較例１の有機ＥＬ用基板を使用し、実施例Ａと同様の工程で有機ＥＬ画像表示
装置を作製した。尚、隔壁は、比較例１の有機ＥＬ用基板において凸部が形成されていな
い隔壁形成領域に形成した。
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［比較例Ｂ］
　上述の比較例２の有機ＥＬ用基板を使用し、実施例Ａと同様の工程で有機ＥＬ画像表示
装置を作製した。
【００８７】
［比較例Ｃ］
　まず、実施例２と同様にして、各絵素（８０μｍ×２８０μｍの長方形状）毎の透明電
極層の表面積の増加率（凹凸形状が存在しない場合と比較）が１２５％であり、表面積の
変動［（最大面積－最小面積）／平均面積×１００］が７％である有機ＥＬ用基板を作製
した。
　次いで、上記の有機ＥＬ用基板を使用し、実施例Ａと同様の工程で有機ＥＬ画像表示装
置を作製した。尚、絶縁層、隔壁は、有機ＥＬ用基板において凸部が形成されていない隔
壁形成領域に形成した。
【００８８】
［比較例Ｄ］
　まず、実施例３と同様にして、各絵素（８０μｍ×２８０μｍの長方形状）毎の透明電
極層の表面積の増加率（凹凸形状が存在しない場合と比較）が１３０％であり、表面積の
変動［（最大面積－最小面積）／平均面積×１００］が７％である有機ＥＬ用基板を作製
した。
　次いで、上記の有機ＥＬ用基板を使用し、実施例Ａと同様の工程で有機ＥＬ画像表示装
置を作製した。尚、絶縁層、隔壁は、有機ＥＬ用基板において凸部が形成されていない隔
壁形成領域に形成した。
【００８９】
［比較例Ｅ］
　上記の比較例３の有機ＥＬ用基板を使用し、実施例Ａと同様の工程で有機ＥＬ画像表示
装置を作製した。尚、隔壁は、比較例３の有機ＥＬ用基板において凸部が形成されていな
い隔壁形成領域に形成した。
【００９０】
［評価２］
　上述のように作製した有機ＥＬ画像表示装置（実施例Ａ～Ｄ、比較例Ａ～Ｅ）について
、透明電極層と背面電極層に１ｍＡの一定電流を流して連続駆動させることにより、透明
電極層と背面電極層とが交差する所望の部位の有機ＥＬ素子層を発光させた。そして、カ
ラーフィルタ層で色補正された後、透明基材の反対面側で観測される各色の発光について
輝度を測定し、結果を下記の表１に示した。輝度の測定は各有機ＥＬ画像表示装置につき
２０点とし、その平均値を輝度とした。また、輝度の最大値と最小値の差を輝度ばらつき
として表１に示した。
【００９１】
　また、上記の条件で連続駆動させた場合の有機ＥＬ素子層の寿命を下記の基準で判定し
て、結果を下記の表１に示した。
　　（有機ＥＬ素子層の寿命判定基準）
　　１ｍＡの一定電流を流して連続駆動させ、輝度の経時低下により、初期輝度
　　の５０％まで輝度が低下するまでの時間を寿命とする。
【００９２】
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【表１】

【００９３】
　表１に示されるように、本発明の有機ＥＬ画像表示装置（実施例Ａ～Ｄ）は、高輝度で
輝度バラツキの少ない画像表示が可能であり、かつ、有機ＥＬ素子層の寿命が長く信頼性
の高いものであることが確認された。
　これに対して、比較例Ａ、Ｂ、Ｅの有機ＥＬ画像表示装置は、有機ＥＬ素子層の劣化が
速いため寿命が短く、また、比較例Ｃ、Ｄの有機ＥＬ画像表示装置は、輝度バラツキが大
きく、いずれも、本発明の有機ＥＬ画像表示装置に比べ性能が劣るものであった。
【産業上に利用可能性】
【００９４】
　有機エレクトロルミネッセント画像表示装置の製造において有用である。
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【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本発明の有機エレクトロルミネッセント用基板の一実施形態を示す部分平面図で
ある。
【図２】図１に示される有機ＥＬ用基板のＡ－Ａ線における縦断面図である。
【図３】図１に示される有機ＥＬ用基板のＢ－Ｂ線における縦断面図である。本発明の有
機エレクトロルミネッセント画像表示装置の一実施形態を示す部分平面図である。
【図４】透明保護層の凸部と平坦部との関係を説明するための図である。
【図５】本発明の有機エレクトロルミネッセント用基板の他の実施形態を示す部分平面図
である。
【図６】図５に示される有機ＥＬ用基板のＣ－Ｃ線における縦断面図である。
【図７】本発明の有機エレクトロルミネッセント用基板の他の実施形態を示す部分平面図
である。
【図８】図７に示される有機ＥＬ用基板のＤ－Ｄ線における縦断面図である。
【図９】図７に示される有機ＥＬ用基板のＥ－Ｅ線における縦断面図である。
【図１０】本発明の有機エレクトロルミネッセント用基板の他の実施形態を示す図２相当
の縦断面図である。
【図１１】本発明の有機エレクトロルミネッセント用基板の他の実施形態を示す図３相当
の縦断面図である。
【図１２】本発明の有機エレクトロルミネッセント画像表示装置の一実施形態を示す図２
相当の縦断面図である。
【図１３】本発明の有機エレクトロルミネッセント画像表示装置の一実施形態を示す図３
相当の縦断面図である。
【図１４】本発明の有機エレクトロルミネッセント画像表示装置の他の実施形態を示す図
２相当の縦断面図である。
【符号の説明】
【００９６】
　１，２，３，４，３′…有機エレクトロルミネッセント用基板
　１２…透明基材
　１３…ブラックマトリックス
　１４…カラーフィルタ層
　１４Ｒ，１４Ｇ，１４Ｂ…着色層
　１５…色変換蛍光体層
　１５Ｒ…赤色変換蛍光体層
　１５Ｇ…緑色変換蛍光体層
　１５Ｂ…青色変換ダミー層
　１６…透明保護層
　１６ａ…透明保護層の平坦部
　１７，１７′…凸部
　１８…透明電極層
　１８ａ…透明電極層のエッジ部位
　１９…補助電極
　２０…隔壁形成領域
　２１…有機エレクトロルミネッセンス素子層
　２２…背面電極層
　２３…絶縁層
　２５…隔壁
　３１，３２…有機エレクトロルミネッセント画像表示装置
　Ｐ…絵素
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